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*OPC : Optical Proximity Correction **PPC : Process Proximity Correction 
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審査の結果の要旨
半導体製造プロセスの微細化と歩留まり向上には、製造時の露光波長がデバイスにおよほす影響を組み込
む設計技術 (OPCやPPC)や、歩留まり向上のためのプロセスモデル化が不可欠である。さらに、これらの
設計やモデルの高精度化には、製造現場で取得した実際の値に基づいた多数パラメータの最適化が不可欠と
なる。本研究は、これらの半導体製造技術の課題(パラメータ最適化)に対して、遺伝的アルゴリズムを用
いて多目的(準)最適化を図っている。さらに、提案手法を実際の設計製造に適用して、その有効性を示し
ている。
OPC、PPCは既知の技術であるが、本研究はこれらの精度向上のために遺伝的アルゴリズムを適用して精
度向上を実現している点で新規性が認められる。 SRAl'vlセルパターンの評価において、一部未解決な点が
残っているが、本論文の成果は今後の半導体製造技術に大きく貢献する内容であり、学位(博士)論文とし
て十分な内容であると判断できる。
よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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